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平成３０年度ISO/TC172/SC1/WG４/TG委員会開催

７月２４日（火）午後、港区の機械振興会館会議室にて開催されました。上窪主査、他の委員のご出席を頂きました。議題は、以下の通りです。
議題：

1． PLIB関連（TC184／SC4、IEC／SC3D） 
2． １．を受けてNODIFの今後の進め方（９月の国際会議に向けて）
3． その他
報告内容（瀧谷委員の資料より抜粋）；
-ISO/TC184/SC4/JWG24関連


　　・2018/12に最初の国際会議が開催される予定。


　　・ISO/TC184/SC4国際会議（中国）で決まったこと：



・大きな目標は現在IECで実用化されているCDDをISOから利用できる



　ようにすること。



・手続的には所謂IEC Database procedure（ISO/IEC　Directive IEC

　　Supplement Annex SL）をISO側からそのまま使えるようにすること。

・これらに向けて、ISO　13548-501（環境測定）のCDD化を行うこと
で、課題等の抽出を行う。


　　　　　・現状はIEC側でのISOからのCDD利用のコンセンサスは得られていな
い（割と大きな課題）。当初はIEC/CDDとは別のサーバーを導入する予
定であったが、CDDと同様な実サーバーを構築運用する仕組みがISO
側にはないため、CDDを利用する方向に変更された。


-ISO 23584-2のSR結果

　　・条件を満たしConfirmed→新興国参加による効果が大きいが、光学分野の

電子化に期待する動きであると捉えることもできる。


　　・ISO　23584-1に関しては来年度SRを迎えるが、PLIB規格に対し、ID付与

ルール等の子細を除き、大きな齟齬は指摘されていない。


　　・ベースとなるISO　１３５８４（PLIB）はDPPCの動きにより、ISO/１８４/SC４

JWG24主導で改訂されることになった。TC172からも参加することができた。


　　・彼らの動きに合わせて、光学分野での情報の電子化を進めたい。


-ISO　10303-242ed2

　　・NODIFがベースとなるSTEP規格は現在AP２４２となっているが、そのed2

が現在DIS中。


　　・STEP規格の構造がExpressベースからSysMLに変わろうとしており、AP24

2も直ぐに改変がすすむと予想されている。

　　・現在、日本国内のISO/TC184/SC4と連携して技術的なキャッチアップと対

応案の策定を進めている。

-NODIF検証

　　・Parcel　Makerへの入力完了


　　・Syntactically errorはないが、Semanticallyには問題がある。


　　・UoF等の修正が必要ではあるが、問題のない部分については、Excelフォー
マットでのデータ交換を始めたいと考えている。例えば：



・Xxx



・Yyy



・ｚｚｚ


-ISO　１３５８４のCDD化の意味


　　・ISO　１３５８４の見直しにより、電子データベースによる規格が作れるようにな


　　　る。実データベースと規格化のプロセスの両方が利用可能になる。


　　・IECの実績では規格改訂（項目の修正）等はCDからFDISまで４ヶ月程度で
完了する。Edな修正はもっと簡素に可能。（紙の部分ではISOと同等、効率
化のためには規格の本体を電子化することが重要。）


　　・規格の定める用語や表記法等を電子化（辞書化）でき、ISO　１３５８４で利用

可能な実データ交換フォーマットが利用可能になる。（ParcelMaker(IEC 
62656)もその一つ）

・始まったばかりですぐにアクションを起こさなければならないものではないが

、ISO内での大きな動きであるので、注視する必要がある。


-光学関連規格の電子化（辞書化）

　　　・WG1－測定物、測定値、測定方法、測定条件などの定義・説明等の辞書

化が可能と思いわれる。一方、装置のセットアップ等の説明用の図面等は

今後の課題。


　　　・WG2－図面そのものは課題であるが、図面に記載される光学面形状（係

数）や公差情報等は辞書化が望まれる。


　　　・図面の電子データ化はやはりSTEPが有力であるが、どう光学情報を組み

込むべきかについては今後TC184との協議が必要。


-今後のアクション


　　　・NODIFによる実データ交換の試行（AhG）


・限定UoFの策定



・データ項目（辞書定義）のチェック



・ツールの配布（ライセンス確認）


　　　・NODIFのデータモデルの新PLIB及びSTEPへの対応（JNC）


・ISO　１０１１０等の引用用語のリストアップ（→各WGでのデータベース規格化の準備）



・AAMの見直し及びUoFの見直し



・２年後ぐらいを目途にed3の原案を作る。（→WG
８月における労働者の熱中症予防の取組について
（基安労発０７２７第５号　平成３０年７月２７日）

　　厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より、平成３０年７月２７日付にて、　当協会会長宛に、「８月における労働者の熱中症予防の取組について」　の文書を受領いたしました。以下、資料よりの抜粋です。
　平成３０年２月２８日付基安発０２２８第一号「「STOP！熱中症　クールワーキングキャンペーン」実施要綱（以下「実施要綱」という）に基づき、７月を重点取組期間として熱中症対策の周知啓発等にとりくんでいるところですが、連日の記録的な猛暑等を踏まえ、関係省庁で設置された「熱中症関連省庁連絡会議」において、７月に実施していた熱中症対策強化月間を８月まで延長することが決定されました。また、現時点で熱中症による労働者の死傷者数は昨年と比べて増加傾向にあります。
　これらの状況等を踏まえ、厚生労働省では、８月も引き続き、実施要綱に定める７月の重点取組期間に準じた取組を行うこととし、特に、記録的な猛暑を踏まえ、WBGT値（暑さ指数）に応じた作業の中断等を徹底することや、異常を認めたときには、躊躇することなく救急隊を要請するなど、状況に応じた対応の徹底が図られるよう周知徹底啓発等に取り組むこととします。

　つきましては、貴会におかれましても、実情に応じ周知啓発にご協力頂くとともに、会員事業者等において熱中症対策が確実に実施されるよう、特段のご配慮をお願いいたします。

平成３０年度「『見える』安全活動コンクール」の実施等について
（厚生労働省基安発０８２４第２号　平成３０年８月２４日）
　　　　　　　　　　　　（協力要請）
労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　厚生労働省では、事業場・企業（以下「事業場等」という。）の安全活動の活性化を目的として、昨年度に続き、平成３０年度「見える」安全活動コンクールを実施します（参考：平成３０年８月２４日付け報道発表）

　本コンクールを活性化するため、下記のとおり広報にご協力くださいますようお願いいたします。






記

１．ホームページ上での周知

　貴団体のホームページ内に「『見える』安全活動コンクール」特設ページや厚生労働省の報道発表ページへのリンクを設定し、厚生労働省が「『見える』安全活動コンクール」への応募を受け付け中であることと、「あんぜんプロジェクト」への参加事業場等を募集中であることについて、周知いただきますよう、御協力をお願いいたします。

（参考）「『見える』安全コンクール」特設ページ

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/oubo.html
厚生労働省報道発表ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00976.html
2. リーフレットを活用した周知

「『見える』安全活動コンクール」と「あんぜんプロジェクト」の周知用のリーフレットを「あんぜんプロジェクト」ホームページ上に掲載しております。

　当該リーフレットを活用して、傘下団体及び賛助会員等に対して、コンクールへの応募・投票や。「あんぜんプロジェクト」への参加の呼びかけにご協力をお願いいたします。また、本年度より、「通勤、仕事中の健康づくりや運動」の「見える化」についても新たに募集することとしたため、積極的に応募いただけるよう、周知をお願いしたい。

　なお、過年度よりあんぜんプロジェクトの参加事業場等に対し、STOP!転倒災害プロジェクトとのコラボステッカーを配布しておりますので、併せて周知をお願いいたします。

（参考）リーフレット掲載ページ

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/leaflet_2018.pdf
関連団体短信
（一社）日本オプトメカトロニクス協会セミナー案内

１．『奥行き知覚と立体表示　Part２―VRを超え本質を理解する』
開催日

：２０１８年１１月２０日(火)１０：３０～１６：４５
会場　

：機械振興会館　地下３階２号室（東京都港区芝公園3-5-8）
２．「光散乱の現象と解析」技術講座

開催日

：２０１８年１１月９日(金)１０：００～１７：００

会場　

：機械振興会館　別館４階（東京都港区芝公園3-5-22）
３．「光薄膜技術」
開催日

:２０１８年１１月２８日(水)～２９日（木）９：００～１７：００
会場

: 機械振興会館　別館４階（東京都港区芝公園3-5-22）











以上
平成３０年６月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル
カメラ
	318,643
(0.86)
	14,733
(0.94)
	507,076
(0.87)
	317,859
(0.81)
	14,491
(0.95)
	472,663
(0.85)
	254,181
(1.39)

	フィルム

カメラ
	8,123
(1.07)
	7,828
(1.00)
	5,975
(1.00)
	7,352
(1.10)
	7,048
(1.03)
	6,756
(1.09)
	9,044
(0.74)

	交換レンズ


	255,476
(1.01)
	15,569
(1.28)
	175,951
(0.94)
	374,720
(1.04)
	18,001
(1.13)
	39,321
(1.19)
	443,772
(0.99)

	光学・精密
測定機
	29.124
(1.13)
	6,446
 (1.19)
	-
	32,715
(1.25)
	6,788
(1.12)
	-
	28,135
(1.08)

	光分析機器

	14,233
(0.81)
	19,917
(0.96)
	-
	14,571
(0.80)
	18,940
(0.88)
	-
	7,838
(1.15)

	測量機


	 6,268
(1.42)
	899
(1.06)
	-
	12,112
(1.18)
	1,686
(1.00)
	-
	7,369
(1.21)

	合　計


	  -    

	65,392
(1.04)
	-
	-

	66,954
(0.99)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの　
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